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Re: P1.PARTEX SERVICES PORTUGAL-SERVICOS PARA A INDUSTRIA
PETROLIFERA, S.A.-Solicitud de Patente de Invencién en Fase Npcional
PCT para “"PROCESO Y DISPOSITIVO PARA LA SEPARACION DE
LIQUIDOS EMULSIONADOS EN MEZCLAS DE LIOUIDOS Y GASES
DISUELTOS EN MEZCLAS DE LIQUIDOS Y GASES POR REDUCCION
LOCALIZADA DE PRESION”.-Clase BO1D 3/34.-Expediente numero
08-019.255 .-

1. Me refiero a mi Solicitud de Patente radicada ante ese Despacho el 25 de Febrero
de 2008,

2. Debidamente autorizado por mi representado me permito manifestar a ese

Despacho que es deseo del solicitante presentar un nuevo juego de reivindicaciones.

Llamo la atencién de ese Despacho al hecho de que este nuevo juego de
reivindicaciones es el que debe ser tenido en cuenta para el trdmite de la presente
solicitud en Fase Nacional.

En relacion con la anterior modificacién, atentamente me permito manifestar a
ese Despacho que la misma no amplia de manera alguna el alcahce de la presente
invencian.

3. Anexos me permito presentar:

(@) Recibo No. 08-20,124, expedido por la Superintendencia de Industria y

Comercio, que acredita el pago de la tasa de modificacién;

(b) Formulario dnico de modificaciones y correcciones;

(c) Nuevo extracto de la solicitud en sus dos formas para su
publicacién, que reemplaza el originalmente presentado, en el cual se ha
realizado ia modificacion de la Reivindicacion expuesta anteriormente;

(d} Tarjeta de Propietario; vy

(d) Copia del capitulo reivindicatorio, el cual consta de 18 reivindicaciones,
que reemplaza aquel presentado originalmente.
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4. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad.

Sefior Superintendente,

\CAC
IA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215
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RECONUOCIMIENTO Y PRESENTACICN PERSONAL

Boguta, D.C. 1 3 ’WAR 2008 )

Ante mi JUAN MANUEL BOTERO MECINA
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C.C. No. 39.690.713 de Usaquén
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SUPERINTEMDENCIA DE INDUSTRIA ¥ COWERCID

HIT ¢ 300176089-2

RECIPD OFICIAL DE CAJA : 08 - 20,124
FECHA t MARIO 7 DE 2008

iy CONSIBNACION 3ty

LLOREDA ¥ CIA 5. A CONSIGHACION  BANCD BE BOGOTA 043754287 1731415 07/43/2008

igse 0 ¢ N CE P T O 218

CANT. RENTISTICE CONCEPTOD TOTAL CONCEPTE
1 50005-01-03 CAMBID DE MODALIDAD Y MODIFICA 12 HARCAS Y LENAS COWERCIALES 103,000,060
TOTAL @ 3$ 103,000, 00

EON:  CIENTO TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

_/

RECIBD DE CAJA APLICADS AL EXPEQIENTE Ha.
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

Industria y Comercio -
SUPERINTENDENCIA X

FORMULARIO UNICO DE CCRRECCIONES Y MODIFICACIONES.
200010
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IDENTIFICACION

| ce X wr [
| REPRESENTANTE | Direccién:‘Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogota, Colombia

O APODERADOD | C.é. D Otro I:I
Teléfono: 3 264270 . Fax: 6 0689701

Nombre: ALICIA LLOREDA RICAURTE

Ndmero TP 53.215

E-mail: [lcce@lloredacamacho.com

R B g &T‘i‘”

Comprobante de pago de la tasa.
D Poderes, si fuere el caso.

[ certificado de existencia y representacion legal de las partes, cuando sean personas juridicas.




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Industria y Comercio EXTRACTO PARA PUBLICACION
SUPERINTEMDENCIA SOLICITUD CE PATENTE DE INVENCION PCT
124 N® de soalicitud: 08-019.255 (51} Int CI: BOMD 334

(71)Solicitante(s)  PARTEX SERVICES PORTUGAL-

22) Fecha de solicitud: 25-02-08 SERVIGOS PARA A INDUSTRIA

PETROLIFERA, S.A.
(30) Prioridad ~ (31) No. Prioridad  32) Fscha {33) Pais | (72) Inventorles)  SILVA VALENTE, Anténio Jose.

103325 28-07-05 PT .
{74) Apoderado:  ALICEA LLOREDA RICAURTE
(85)  Fechalimite inicio fase naclonal: 26-G2-08 (87)  Publicacion internacional
(86} Datos relativos a la presentacion de la solicitud PCT Fecha: 01-02-07
Fecha de presentacion de iz solicitud; ~ 25-07-06 ' N°® publicacion: WO 2007/013829 A3

No. de solicitud PCT/ PT2006/000019

(54) Titule: PROCESC Y DISPOSITIVO PARA LA SEPARACION DE LIQUIDOS EMULSIONADOS EN MEZCLAS DE LiQU{DOS Y
GASES DISUELTOS EN MEZCLAS DE LIQUIDOS Y GASES POR REDUCCION LOCALIZADA GE PRESION

Resumen - Reivindicacidnies}).

Reivindicacidn numero 1.-

Un metodo para deshidratacion y desgasificacion de soluciones o emulsiones de petrolec crudo con agua, contenidas en un tanque
cerrat;lo de procesamiento (1) para obtener agua con caracleristicas necesarias para inyeccion sin contaminacién de acuiferos
subterraneos, y aceleracian de asentamiento del agua en una parte Inferior de emulsion o solucion, el método que comprende:

- comprimir un gas de procesamienta {35

- generar una corriente del gas de pracesamiento comprimida(3);

- proyectar 1a corriente del gas de procesamiento (3} de manera tangencial sobre una zuﬁa localizada (5) dentro del tanque
cerrado de procesamiento (1) sin qua se afecte la presion total dentre dei tanque cerrado de procesamiento {13, creando de esta
manera una zona localizada de presién reducida (5) en una parte da la superficie libre de la emulsidn o solucion {2) que se va a
procesar dentro del tanque cerrada de procesamiento (1),

- la corriente del gas de procesamiento (3) que hace un dngulo, antes de enfrar en contaclo con la superficie libre de la
emulsidn o sclucion, que varia entre cero y treinta grados, la reduccidn de presidn provoca la separacion répida de los fluides en

emulsidn ¢ solucidn.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Industria y Comercio TARJETA ARCHIVO TEMATICO )
SUPERINTENDENCIA __ PATENTE DE INVENCION PCT X MODELODE UTILIDAD ___ DISERO INDUSTRIAL ___
(21)N° de solicitud:  08-019.255 _ (22) Fecha de soliilud: 25-02:08

(51) Clasificacion Internacional : BO1D 3/34 Fra. s

(71)SOI1CIlante(S) PARTEX SERVICES PORTUGAL-SERVIGOS PARA A lNDUSTRIA PETROL[FERA

{72) Invenlor(es) SILVA VALENTE, Anténio José.

(74) Apoderado: ALICIA LLOREDA RICAURTE

|
{30} Prioridad (31) No. Prioridad (32) Fecha (33) Pais !
103325 26-07-05 PT l
{85) Fecha limite inicio fase nacional: 26-02-08 (87) Publicacién internacional: .
(86) Datos relativos a ja presentacion de la solic. PCT Fecha: 01-02-2007
Fecha de presentacion de la solicitud: 25-07-2006 No. Publicacion: WO2007/013829 A3 ’
No. de solicitud PCT/PT2006/000019 S

(54) Titulo: PROCESO Y DISPOSITIVO PARA LA SEPARACION DE LIQUIDOS EMULSIONADOS EN MEZCLAS DE LIQUIDOS Y GASES
DISUELTQS EN MEZCLAS DE LIQUIDOS Y GASES POR REDUCCION LOCALIZADA DE PRESION :

(57) Resumen:
Reivindicaclén niimero 1 .-
Un método para deshidratacidn y desgasificacion de soluciones o emulsiones de petrdleo crudo con agua, contenidas en un tanque cerrado de procesamiento (1) pare obtener agua con caracteristicas
necasarnas para inyeccidn sin contaminacion de acuiferos subterranecs, y aceleracion de asentamiento det agua en una parte infarior de emulsidn o solution, e) mélodo que comprande:
- Gemprimir un gas de procesamiento (3);
-generar una coriente del gas de procesamiento comprimido{3);
|. -proyectar la comients del gas de procesamiento (3) de manera tangencial sobre una zona localizada {5} dentro dei tanque cermado de procesamiento (1) sin que se afecta 1a presian total dentro del tanque
cemado de procesamiento (1), creando de esta manera una zona localizada de presitn reducida (5) en una parte de la superficie libra de la emutsion o solucion (2) que sa va a proceser dentro del tanque
cerrado de procesamiento (1),
- la corriente de! gas de procesamiento {3) que hace un ngulo, antes de entrar en contacto con la superficie libre de |a emulsién o solucidn, que varia entre cero y treinta grados 1a reduccién de presidn
provoca la separacibn rapida de los fluidos en amulsién o solucion,
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REIVINDICACIONES

1. Un método para deshidratacién y
desgasificacién de soluciones o emulsiones de petrdleo crudo
con agua, contenidas en un tangue cerrado de procesamiento
(1) para obtener agua con caracteristicas necesarias para
inyeccidén sin contaminacidén de acuiferos subterréneos, y
aceleracidén de asentamiento del agua en una parte inferior
de emulsién o solucidn, el método que comprende:

- comprimir un gas de procesamiento (3);

- generar una corriente del gas de procesamiento
comprimido(3) ;

- proyectar la corriente del gas de procesamiento (3) de
manera tangencial sobre una zona localizada (5) dentro del
tanque cerrado de procesamiento (1) sin gque se afecte la
presidén total dentro del tanque cerrado de procesamiento
(1), creando de esta manera una zoﬁa localizada de presidén
reducida (5) en una parte de la superficie libre de la
emulsién o solucidén (2) que se va a pfocesar dentro del
tanque cerrado de procesamiento (1),

- la corriente del gas de procesamiento (3) que hace un
angulo, antes de entrar en contacto con la superficie libre
de la emulsidn o solucidén, que varia entre cero y treinta
grados, la reduccidén de presién provoca la separacidn réapida

de los fluidos en emulsidén o solucidn.
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2. Un Proceso ‘segﬁn la reivindicacién 1, en
donde la creacidén de la zona localizada (5) de presidn
reducida se logra mediante el usc de una maquina estéatica
Venturi.

3. Un proceso segun la reivindicacién 1, en
donde el angulo de la corriente del gas de procesamiento
(3), antes de entrar en contacto con la superficie libre de
la emulsién o solucidn, wvaria entre cero y ocho grados, o es
cinco grades.

4. Un proceso segin las reivindicacidnes 1 v 2,
en donde el gas de procesamiento (3} usado para lograr una
zona localizada (5) de presidén reducida, después de pasar

sobre la superficie de liquido y que se satura con vapores y

gases liberados, se evacua del tanque cerrado de
procesamiento (1) para procesamiento y almacenamiento
subsiguiente.

5. Un proceso segin la reivindicacidén 1, en

donde el gas de procesamiento (3) usado para lograr una zona
localizada (5) de presién reducida, después de pasar una
zona de admisidén de la mé&quina estdtica Venturi, se satura

con los vapores liberados y se evacua del tanque cerrado del

proéesamiento (1)_ para procesamiento o almacenamiento
subsiguiente.

6. Un proceso seg(n cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en donde el gas de




10

15

20

25

28

procesamiento (3) es un gas reciclado gque viene de 1la
emulsién o solucién (2) gue se va a procesar, otrc gas
compatible con el proceso, © un gas inerte, que viene de una
fuente de fuera de la emulsidén o solucidédn (2} que se va a
procesar.

7. Un proceso segin cualquiera de las
reivindicaciones anteriores, en donde la zona localizada (5)
se determina por una superficie de una placa (2b), gque se
arregla fuera de la superficie libre del liquido restante
almacenado dentro del tanque cerrado de procesamiento (1),
en el cual se rocia y drena la emulsidén o solucidn (2) gque
se va a procesar.

8. Un proceso segin la reivindicacidn 7, en
donde la proyeccién de la corriente del gas de procesamiento
{3) ya sea es en corriente opuesta o de manera concurrente
con la emulsién o solucidn (2) que se va a procesar, que se
rocia y drena en la placa (2b).

9. Un dispositivo para implementar el proceso
segun la reivindicacidén 1, que comprende:
un tanque cerrado de procesamiento (1) ;
un dispositivo compresor (4) para procesar gas;
un inyector (4a) para inyectar el gas de procesamiento (3),
comprimido por el dispositivo compresor (4);
una tuberia para llevar el gas del procesamiento (3) del

dispositivo compresor (4) al inyector (4a);

‘O\
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una valvula reguladora de presidén (7);
una entrada (2a) para el ligquido (2) gue se va procesar;
una salida (8) para el ligquido tratado y una salida (11)
para el liquido separado por gravedad en el tangue cerrado
de procesamiento (1),
en donde el inyector (4a) se orienta con relacidén a la
superficie libre de liquido dentro del tangue cerrado de
procesamiento (1) para proyectar una corriente del gas de
procesamiento sobre y tangencialmente a una parte de la
superficie libre de un liquide presente dentro del tanque
cerrado de procesamiento (1), la corriente de gas de
procesamiento que hace un angulo antes de entrar en contacto
con la superficie, &ngulo que varia entre ceroc y treinta
grados, entre cero y ocho grados, varia entre cero y ocho
grados, © es cinco grados.

10. Un dispositivo para implementar el proceso
segln las reivindicaciones 1 y 2, que comprende:
un tanque cerrado de procesamiento (1} ;
un dispositivo compresor (4) para procesar gas;
una magquina esté&tica Venturi (13), cuyo fluido de impulsiéﬁ
es un gas de procesamiento (3) y/o gas exterior compétible
(21), comprimido por el dispositivo compresor (4);
un tubo para llevar el gas de procesamiento (3) al
dispositivo compresor (4), gue inyectara el gas de

procesamiento como un fluido de impulsidén en 1la maquina
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estatica Venturi (13);
un intercambiador (14), a 1la salida (13b) de 1la maguina
estdtica Venturi (13), para procesar la mezcla gaseosa gue

viene de la maguina estatica Venturi (13);

una valvula reguladora de presidn (7);

una entrada para el liquido (2) que se va a procesar;

una salida (8) para el liquido tratado y una salida (11)
para el liquido separado por gravedad, en donde un extremo
(13a) del tubo de aspiracién de la maquina estética Venturi
(13) se arregla por arriba de una parte de la superficie
libre del liquido dentro  del tanque cerrado del
procesamiento (1).

11. Un dispositivo segln las reivindicaciones 9 y
10, en donde la superficie libre de liguido en el cual se
crea una zona localizada (5)de presidén reducida se define
por una placa (2b), en la cual se dispersa el liguido, la
superficie puede ser plana y/o curva.

12. Un dispositivo segin la reivindicacidén 11, en
donde la superficie de la placa (2b)es ondulada o corrugada
para aumentar la superficie de contacto con el liquido (2)
que se va a procesar en la zona localizada (5) de presién
reducida.

13. Un dispositivo segin la reivindicacidén 11 &
12, en donde la placa se calienta (17) por un dispositivo

externo de calentamiento (18), que permite una evaporacidén
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mas rapida de los liquidos y/o gases con menores
temperaturas de evaporacidn.

14. Un dispositivo segun las reivindicacicnes 11
a 13, en donde la placa (2b) se combina con uno © mas
flotadores (16).

15. Un dispositivo segln las reivindicaciones 11
a 14, en donde la superficie de la placa (1b) recibe el
liquide (2) que se va a procesar directamente del exterior
del tanque cerrado del procesamiento (1).

16. Un dispositivo segln las reivindicaciones 11,
12, 13, 14 y 15, en donde la superficie de la placa (2b)
reéibe el liquido (2) que se va a procesar directamente, por
recirculacidn, desde dentro del tanque cerrado de
procesamiento (1).

17. Un dispositivo segln las reivindicaciocones 9 a
13, que tiene placas plurales (2b).

18. Un dispositivo para implementar el proceso
segln las reivindicaciones 1 y 2, en el cual el tangque
cerrado de procesamiento es un hidrociclén (1A), en el cual
se centrifuga el liquidc que se va a tratar, en donde el
inyector es un inyector anular (4a) orientado con relacidn a
la superficie libre del 1liquido que se muéve dentro del
hidrocicldn (4a) para proyectar una corriente del gas de
procesamiento (3) sobre y tangencialmente a una parte de la

superficie libre, la corriente de gas de procesamiento (3)




